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Applikationsvorrichtung fur eine Atemmaske 



Die Erfindung betrifft eine Applikationsvorrichtung fQr eine Atemmaske. insbesondere 
fOr Atemmasken zur Behandiung schlafbezogener Atmungsst5rungen. 

Atemmasken finden insbesondere im medizinischen bzw. therapeutischen Bereich 
zur Behandiung schlafbezogener Atmungsstorungen Anwendung. Durch derarlige 
Atemmasken ist es moglich, einem Anwender ein atembares Gas, insbesondere 
gefilterte Umgebungsluft, auf einem Druckpegel zuzufQhren, der Qber dem 
Umgebungsdruck liegt. Durch die derart unter erhohtem Druck vorgenommene 
Atemgasversorgung wird es moglich, im Bereich der oberen Atemwege eine 
pneumatische Schienung zu erreichen und hierdurch etwaigen Obstruktionen in 
diesem Atemwegsbereich vorzubeugen. Die derart zur Behandiung schlafbezogener 
Atmungsstorungen verwendeten Atemmasken werden vom Anwender Ober die 
gesamte Ruhe- bzw. Schlafphase getragen. Diese Atemmasken werden 
Qblicherweise uber eine Kopfbandanordnung am Kopf des Anwenders fixiert. Diese 
Kopfbandanordnungen konnen einen oberen Kopfbandabschnitt sowie einen unteren 
Kopfbandabschnitt umfassen, wobei uber den oberen Kopfbandabschnitt 
entsprechende Haltekrafte auf eine Stimauflageeinrichtung der Atemmaske 
aufgebracht werden konnen. Durch den unteren Kopfbandabschnitt kann die 
Atemmaske gegen den Umgebungsbereich der Nase, den Nasenruckenbereich 
sowie den Oberlippenbereich gedrSngt werden. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Applikationsvorrlchtung fQr eine 
Atemmaske zu schaffen, die eine zuverlSssige Fixierung einer Atemmasl<e 
ermoglicht und sich durch einen holien Anwendungskomfort auszeichnet. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelSst durch eine Applikationsvorrichtung far 
•eine Atemmaske mit, eIner Kopfbandeinrichtung, die sicli in Applikationsposition urn 
den Hinterkopfbereicli eines Anwenders erstreckt, wobei die Kopfbandeinrichtung mit 
einer Statzstruktur ausgestattet ist und die StQtzstruktur aus einem IVlaterial gefertigt 
ist, das wenigstens einmal temporar in einen Zustand bringbar ist, in welchem die 
Kopfbandanordnung zumindest abschnittsweise an die Hinterkopftektur des 
Anwenders individuell anpassbar ist. 

Dadurch wird es auf vorleilhafte Weise mSglich. eine Kopfbandanordnung zu 
schaffen. durch welche ein. auf die Indivlduelle Kopfform des Maskenanwenders 
vorteilhaft abgestimmter Verlauf der sich zur Atemmaske hin erstreckenden 
Kopfbandabschnltte gewahrleistet ist Welterhin wird es auch in besonders 
vorteilhafter Weise mSglich. die Qber die Kopfbandabschnitte aufgebrachten 
Zugkrafte unter einer geringen Flachenpressung in den Hinterkopfbereich des 
IVIaskenanwenders einzuleiten. 

Vorzugsweise ist die Kopfbandanordnung derart gestaltet, dass die StQtzstruktur auf 
Ohrhohe. oder im Bereich des Haiswirbelauslaufs auf dem Hinterkopfbereich des 
Anwenders aufsitzt. 



GemaS einer besonders bevorzugten AusfQhrungsfomi der Erfindung ist die 
StQtzstruktur aus einem. nach Enwamiung auf eine Temperatur von vorzugsweise 
wenigstens 30°C plastisch verfonnbaren IVIaterial gefertigt. Die Enwamiung der 
StQtzstruktur kann beispielsweise In einem Wasserbad oder durch HeiSluft erfolgen. 

Die StQtzstruktur ist vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial. insbesondere einem 
therrno-piastischen Kunststoffmaterial. gefertigt. Die StQtzstruktur kann so 
ausgebildet sein. dass diese eine Versteifungslage bildet. die beispielsweise In noch 
nicht vollstandig ausgehSrtetem Zustand an die HInterkopfwdlbung des Anwenders 
anpassbar Ist. Die StQtzstruktur kann auf ihrer. In Applikationsposition einem 
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Anwender. zugewandten Selte. mit einer Polsterung versehen sein. Diese Polsterung 
kann aus einem Schaumstoff- und/oder Vliesmaterial gebildet sein. 

Insbesondere bei einer Ausgestaltung der Stiitzstrul^tur als gewSlbtes Platteneiemeri^' 
ist diese vorzugsweise mit Durchbrechungen versehen. Hierdurch wird die 
•Dampfdurchiassigkeit der StOtzstruktur erheht und einer Oberfeuclitung der 
Kopfbandeinrichtung vorgebeugt. Es ist moglich. die Stutzstruktur derart auszubiiden. 
dass diese losbar mit der Kopfbandeinrichtung gekoppelt ist. Dadurch wird es auf 
vorteilhafte Weise m6glich. die Kopfbandeinrichtung von der StOtzstruktur zu trennen 
und die Kopfbandeinrichtung separat zu reinigen. 

Gemas einer besonders bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung ist die 

StOtzstruktur derart ausgebildet. dass diese Armabschnitte aufweist. die sich von 

einem Hauptauflagefiachenabschnitt ausgehend entlang der Kopfbandabschnitte 
erstrecken. 

Die StOtzstruktur kann derart ausgebildet sein. dass diese einen unteren 
Randabschnitt mit zwei unteren Schenkein aufweist. die sich in Applikationsposition 
zum Wangenknochen bzw. in einen unter dem jeweiligen Ohrlappchen liegenden 
Bereich hin erstrecken. zur Fuhrung von unteren Bandabschnitten der 
Kopfbandanordnung. Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise mesglich. den Verlauf 
der unteren Kopfbandabschnitte Ober den Wangenbereich des Anwenders vorteilhaft 
auf die individuelle Kopfform abzustimmen. 

GemSB einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die StOtzstruktur 
vorzugsweise derart ausgebildet. dass diese einen oberen Randabschnitt mit zwei 
oberen Schenkein aufweist. die sich von einer. Im Nackenbereich liegenden 
Ausgangszone ausgehend. in einer Ober den Ohrenbereich weisenden Ausrichtung 
erstrecken. 

Weitere EInzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigt 
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Figur 1 eine Seitenansicht eines Atemmaskenanwenders mit einer. an diesem 
Qber eIne Kopfbandanordnung applizlerten Atemmaske. 

Figur 2 eine Ansicht des Hinterkopfbereichs eines Maskenanwenders zift 
Eriauterung einer bevorzugten Gestaltung der Kopfbandanordnung in 
diesem Bereicli, 

Figur 3 * eine Skizze zur Eriauterung des Aufbaus einer erfindungsgemaBen, von 
einer Atemmaskenanordnung getrennten, Applikationsvorriclitung, 

Figur 4 eine Skizze zur Eriauterung einer bevorzugten Quersclinittsgestaltung 
der Applikationsvorriciitung im Bereicii der StOtzstruktur. 

In Figur 1 ist ein Atemmaskenanwender gezeigt, an welchem eine 
Atemmaskenanordnung 1 Qber eine, iiler als Kopfbandanordnung ausgefOhrte, 
Applikationsvorriclitung 2 fixiert ist. Die Atemmaskenanordnung 1 umfasst einen 
l\/laskenbasisk6rper 3, der iiber eine Diclitllppe 5 abdiciitend auf dem Nasenbereicii 
des Anwenders aufsitzt. Der ly^askenbasiskorper 3 ist Qber eine Ralimenstruktur und 
eine mit dieser gekoppelte Stirnauflageeinriclitung 6 am Anwender fixiert. Die Zufulir 
des Atemgases zu dem, durch den ly/Iaskenbasiskarper 3 definierten 
iVIaskeninnenraum, kann Qber die hier nur skizzenhaft dargestellte 
Anschlusseinriclitung 7 erfolgen. 

Die Applikationsvorriclitung 2 umfasst einen oberen Kopfbandabschnitt 8, der sich 
vom Hinterkopfbereich H ausgehend in den Bereich der Stirnauflageeinrichtung 6 
erstreckt. Welterhin umfasst die Applikationsvorrichtung auch einen unteren 
Kopfbandabschnitt 9, der sicii vom Nackenbereich des Anwenders ausgehend Qber 
dessen Wangenknochen in den Bereich des MaskenbasiskOrpers 3 erstreckt. Die 
Koppelung des jeweiligen Kopfbandabschnitts 8, 9 mit der Atemmaskenanordnung 1 
ist bei dieser AusfQhrungsfonn Qber Klettverschlussstrukturen beweri<stelligt, wie 
diese .'nachfolgend noch in Verbindung mit Figur 3 beschrieben werden. Die 
Applikationsvon-ichtung ist mit einer StQtzstruktur S versehen. die bei diesem 
AusfQhrungsbeispiel durch ein formsteifes Plattenmaterial gebildet ist. Das formsteife 
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Plattenmaterial ist aus einem Werkstoff gefertigt, der unter bestimmten Bedlngungen 
plastlsch verformbar und damit an die Individuelle Hinterkopftektur des Anwenders 
anpassbar ist. Bei diesem AusfQhrungsbeisplel wird die Anpassbarkeit erreicht, 
indem das zur Blldung der StQtzstruktur vorgesehene Material ein thermc^ 
verformbares Kunststoffmaterial ist. Die Materialeigenschaften dieses 
• Kunststoffmaterials sind derart abgestimmt, dass dieses bei Temperaturen im 
Bereich ab ca. 50° Celsius plastlsch verformbar ist. Durch die Verwendung der 
erfindungsgemafS an die Individuelle Hinterkopftektur angepassten StQtzstruktur wird 
es moglich. die zur Applikation der Atemmaskenanordnung 1 erforderlichen 
HaltekrSfte In einer, unter physlologisclien Gesichtspunkten. vortellhaften Weise 
aufeubringen. Durch. die Anpassung der St(3tzstruktur S an die individuelle Kopfform 
des Anwenders wird es insbesondere m6gllch, den Verlauf der unteren 
Kopfbandanordnung 9 vorteilhaft festzulegen und zudem eine hohe Rutsch- und 
Verdrehsicherheit zu enreichen. 



Figur 2 zeigt eine Ansicht der vorangehend beschriebenen Applikationsvorrichtung 
von hinten. WIe aus dieser Ansicht ersichtllch. Ist der obere Kopfbandabschnitt 8 
Ober den HInterkopfbereich des Anwenders gefuhrt. Der den Hinterkopfberelch 
iiberbrQckende Abschnitt 8a des oberen Kopfbandabschnitts ist durch einen 
senkrechten Steg 9 sowie durch DIagonalstege 10. 11 mit der im HInterkopfbereich 
des Anwenders verlaufenden unteren Bandanordnung der Applikationsvomchtung 2 
gekoppelt. Die Kopfbandeinrichtung ist im Hinterkopfberelch des Patienten mIt jener 
StQtzstruktur S ausgestattet. DIese StQtzstruktur S Ist an die Individuelle 
Hinterkopffomi des Anwenders angepasst Die StQtzstruktur S Ist mit 
Durchbrechungen versehen. urn hierdurch eine erhohte DampfdurchlSssigkeit zu 
erreichen. 

WIe aus Figur 3 ersichtllch. umfasst die StQtzstruktur S einen unteren Randabschnitt 
UR, der Schenkelabschnitte SI, S2 aufweist, die derart angeordnet sind. dass diese 
den ihnen Jewells zugeordneten Bandabschnitt 9 derart fQhren. dass sich dieser 
Bandabschnitt in vorteilhafter Weise Ober den Wangenbereich des 
Maskepanwenders erstreckt. Die StQtzstruktur weist bei diesem AusfQhrungsbeisplel 
zwei weitere Schenkelabschnitte S3. S4 auf. die dazu dienen, die oberen 
Bandabschnitten 8 der Kopfbandeinrichtung zu fQhren. 
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Die Kopfbandabschnltte 8, 9 sind mit Klettverschlusseinrichtungen 12. 13 versehen, 
die dazu dienen, die Kopfbandabschnitte 8, 9 losbar mit entsprechenden 
Laschenabschnitten der Atemmasl<enanordnung 1 zu koppeln. i 

•In Figur 4 ist in Form einer vereinfachten Querschnittssklzze eine bevorzugte 
AusfQhrungsform der Appllkationsvorrlchtung im Bereich der Stutzstruktur S 
dargesteHt. Die StQtzstruktur S ist mit einem Polsterkorper PK verselien. Der 
Polsterkorper PK ist bei diesem Ausfahrungsbelspiel aus eInem Schaumstoffmaterial 
gebildet, das in eine textile Lage TL eingebettet ist. Die textile Lage TL kann derart 
ausgebildet sein, dass diese.eine KoppelungsflSche 14 bereltstellt, die'es ermOglicht, 
die derart ausgebildete, gepolsterte StQtzstruktureinrichtung losbar Qber eine 
Klettverschlusseinbindung mit der Kopfbandeinrichtung 8, 9 zu koppeln. Die 
StQtzstruktur S ist mit Durchbrechungen D v6rsehen. zur Erh6hung der 
Dampfdurchiasslgkeit der Stutzstruktur S. 

Die Erfindung ist nicht auf die vorangeiiend beschriebenen AusfOhrungsbeispiele 
beschrankt. Alternativ zu der Bewerkstelligung der Stutzstruktur S durch ein thermo- 
verformbares Material ist es auch mSglich, die Stutzstruktur aus einem Material zu 
fertigen, das in anderer Weise an die Hinterkopffomi des Anwenders anpassbar ist 
und diese individuelle Form hinreichend formstabil beibehait. Dies kann 
insbesondere erreicht werden durch Venwendung aushartender Werkstoffe, wie 
beispielsweise Harze. Die StQtzstruktur S kann derart vorgefomrit sein, dass diese 
einen KrQmmungsverlauf autweist, der im Grunde der wahrscheinlichsten 
Hinterkopfgestalt Rechnung tr§gt, so dass eine weitere Anpassung ggf. nicht 
erforderlich ist. 
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PatentansprQche 

y 

1. Applikationsvorrichtung fQr eine Atemmaske mit, einer Kopfbandeinrichtung, die 
sich in Appiikationsposition um den Hinterkopfbereich eines Anwenders erstreckt, 
wobei die Kopfbandeinrichtung mit einer StQtzstruktur ausgestattet ist und die 
Stutz^truktur aus einem Material gefertigt ist. das wenigstens einmal temporar in 
einen Zustand bringbar ist, in welchem die Kopfbandanordnung zumindest 
abschnittsweise an die Hinterkopftektur des Anwenders indlvlduell anpassbar Ist. 

2. Applikationsvorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dass die 
StQtzstruktur aus eInem nach Erw§rmung auf eIne Temperatur Qber 30°C 
plastlsch verformbaren Material gefertigt ist. 

3. Applikationsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, dass 
die StQtzstruktur aus eInem thermo-plastischen Kunststoffmaterial gefertigt ist. 

4. Applikationsvorrichtung nach wenigstens eInem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die StQtzstruktur eine Versteifungslage bildet. 

5. Applikationsvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 4. dadurch 
gekennzeichnet. dass die StQtzstruktur einen. der HintericopfwSlbung 
angepassten Veriauf aufweist. 

6. Applikationsvorrichtung nach wenigstens einenn der AnsprQche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet. dass die StQtzstruktur auf ihrer in Appiikationsposition dem 
Anwender zugewandten Innenseite, mit einer Polste'rung versehen ist. 

7. Applikationsvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 6. dadurch 
gekennzeichnet, dass die StQtzstruktur mit Durchbrechungen versehen Ist. 
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8. Applikationsvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Stutzstruktur I6sbar mit der Kopfbandelnrichtung 
gekoppelt ist. 

r 

9. Applikationsvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch 
• gekennzeichnet, dass die StQtzstruktur Armabschnitte aufweist, die sich von 

einem Hauptflachenabschnitt ausgehend in Richtung der Kopfbandabschnitte 
erstr^bken. 

10. Applikationsvorrichtung nach Wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die StQtzstruktur einen unteren Randbereich mit zwel 
unteren Schenkein (S1. S2) aufweist. die sich in Applikationsposition zum 
Wangenknochen des Anwenders hin erstrecken. zur FQhrung von unteren 
Bandabschnitten (9) der Kopfbandanordnung. 

11. Applikationsvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die StQtzstruktur einen oberen Randabschnitt mit zwei 
oberen Schenkein (S3. S4) aufweist, die sich von einer im Nackenbereich 
liegenden Ausgangszone ausgehend in einer Qber den Ohrenbereich weisenden 
Ausrichtung erstrecken. 



8 



Zusammenfassung 



/ 
fe 

Die Erfindung betrifft eine Applikationsvorrichtung fur eine Atemmaske, insbesondere 
fur Atemmasken zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstorungen. Der Erfindung 
liegt die Aufgabe zugrunde, eine Applikationsvorrichtung fur eine Atemmaske zu 
schaffen, die eine zuverlassige Fixierung einer Atemmaske ermdglicht und sich durch 
einen hohen Anwendungskomfort auszeichnet Diese Aufgabe wird 
erfindungsgemaS gelost durch eine Applikationsvorrichtung fur eine Atemmaske mit, 
einer Kopfbandeinrichtung, die sich in Applikationsposition um den Hinterkopfbereich 
eines Anwenders erstreckt, wobei die Kopfbandeinrichtung mit einer StQtzstruktur 
ausgestattet ist und die StQtzstruktur aus einem Material gefertigt ist, das wenigstens 
einmal temporSr in einen Zustand bringbar ist, in welchem die Kopfbandanordnung 
zumindest abschnittsweise an die Hinterkopftektur des Anwenders individuell 
anpassbar ist. Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, eine 
Kopfbandanordnung zu schaffen, durch welche ein, auf die individuelle Kopfform des 
Maskenanwenders vorteilhaft abgestimmter Veriauf der sich zur Atemmaske hin 
erstreckenden Kopfbandabschnitte gewdhrieistet ist. Weiterhin wird es auch In 
besonders vorteilhafler Weise mSglich, die Qber die Kopfbandabschnitte 
aufgebrachten ZugkrSfle unter einer geringen Fiachenpressung in den 
Hinterkopfbereich des Maskenanwenders einzuleiten. 



Fig. 1 
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